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Relatdrio D scritivo da Patente de lnven?ao para "COMPOSI- 
gAO PARA REVESTI M ENTO SENSIVEL A RADIAQAO UTIL PARA PLA- 
CAS DE IMPRESSAO LITOGRAFICA E SI Ml LARES". 
CAMPO DA INVENCAO 

5 A inven$ao refere-se a novas composipoes, sensiveis a radigao, 

apropriadas para revestimentos de substratos, particularmente de placas de 
impressao litografica e em aplicagoes para formagao de filmes de prova de 
cor ou imagem resist ("image resist"). 
FUNDAMENTOS DA TEzCNICA 

10 Composi$6es usadas em placas de impressao litografica sensi- 

veis ao calor sao bem conhecidas na tecnica. 

Composigoes de revestimento para placas litograficas com- 
preendendo urn complexo de resina fenolica-revelador e urn composto 
que forma um complexo com a resina fenolica foram ensinadas na tec- 

15 nica. 

Uma outra composigao sensivel a radiajao UV existente na 
tecnica compreeende pelo menos um composto de 1,2-quinonediazida 
como componente sensivel a radiapao; um polfmero ou produto policon- 
densado como ligante; um agente tensoativo e um produto de acido si- 
20 Ifcio. 

Outros processos e composi$6es na area de litografia podem 
ser tambem encontrados na literatura existente sobre o assunto. 

E um objetivo da presente invenpao prover novas composipoes 
sensiveis a radia$ao, especialmente adequadas para uso em placas de 
25 impressao, forma$ao de peliculas de prova de cor e "image resist". 

Um outro objeto da presente inven?ao 6 constituido pelos pro- 
dutos manufaturados com o uso das composites sensiveis a radia^ao da 
presente invengao. 

Um outro objeto da presente infcengao trata de um processo 
30 para produgao de placas de impressao litograficas offset, filmes de prova "de 
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cor e produtos corr latos usando as novas composicoes da presents inven- 
cao. 

Trata-se ainda do uso das referidas composicoes para propara- 
cao dos produtos aqui citados. 
5 SUMARIQ DA INVENCAO 

A nova composicao sensfvel a radiacao da presente invencao 
compreende 1) um sistema aglutinante de polfmero duplo, 2) um composto 
absorvente de infravermelho, 3) um composto gerador de acido e 4) um aci- 
do estabilizador. 
10 DESCRICAQ DETALHADA DA INVENHAD 

As composicoes de revestimentos de substratos da presente in- 
vencao, sensfveis a radiacao, compreendem 1) um sistema aglutinante de 
polfmero duplo, 2) um composto absorvente de infravermelho, 3) um com- 
posto gerador de acido e 4) um acido estabilizador. 
15 1. Sistema aglutinante de polfmero duplo 

O primeire polfmero do sistema aglutinante e um produto de 
condensacao de fenol, o-clorofenol, o, m ou p-cresol, acido p-hidroxi ben- 
zoico, 2-naftol ou outro mon&mero monohidroxi aromatico com um aldefdo 
tais como formaldefdo, acetaldefdo, fural, benzaldefdo ou qualquer outro al- 
20 defdo alifatico ou aromatico. E preferfvel que este tenha um peso molecular 
na faixa de 2.000 ate 80.000, mais preferivelmente na faixa de 4.000 ate 
40.000 e mais preferivelmente na faixa de 7.000 ate 20.000. 

O segundo polfmero do sistema e o produto de condensacao de 
catecol, resorcinol, hidroquinona, bisfenol A, bisfenol B, trihidroxibenzeno ou 
25 outro composto di- ou polihidroxi aromatico e analogos metilolados dos 
mesmos, com um aldefdo tal como formaldefdo, acetaldefdo, fural benzal- 
defdo ou qualquer outro aldefdo alifatico ou aromStico. E preferfvel que este 
tenha um peso molecular na faixa de 150 ate 15.000, mais pr ferivelmente 
na faixa de 400 ate 10.000 e mais preferivelmente na faixa de 600 ate 
30 4.000. 



2) Comoosto abs orvent de infravermelho 

O absorvente infravermelho pode ser um corante ou material in- 
soluvel tal como negro de fumo. Os corantes preferidos sao aqueles deriva- 
dos de classes que incluem - mas nao sao restritos a - piridila, quinolinila, 
benzosazolila, tiazolila, benzotiazolila, oxazolila e selenazolila. O negro de 
fumo e util pelo fato de que ele e um absorvente pancromatico e funciona 
bem com fontes de energia no espetro total de infravermelho util para a 
aplicacao de filmes de revestimento para formacao de imagem e e barato e 
facilmente disponfvel. Esta regiao comeca no infravermelho proximo (nir) a 
750 nm e vai ate 1200 nm. A desvantagem do negro de fumo deve-se a in- 
capacidade de participar de uma diferenciacao de imagem. Os corantes, por 
outro lado, estao apenas comecando a surgir como produtos comerciais e 
sao muito onerosos. Eles devem ser selecionados com cuidado de modo 
que o X max (lambda maximo) de absorcao seja intimamente combinado com 
o comprimento de onda de saida do laser usado no ajustador de imagem. 
Os corantes vantajosamente irao melhorar a diferenciacao entre as areas de 
imagem e sem imagem criadas quando o laser forma as imagens no meio 
que e empregado. 

3) Composto aerador de £cido 

O composto gerador de acido e vantajosamente selecionado 
entre as vanas classes de sais onio. Estes incluem - mas nao estao restritos 
a - sulfonio, sulfox&nio, arsonio, iodonio, diazonio, bromdnio, selenonio e 
fosfonio. Geralmente, qualquer composto capaz de liberar um forte acido 
inorganico sobre o sal de dnio que e decomposto pelo calor, sera funcional 
nesta composicao. O anion, que determine o acido livre liberado, inclui, mas 
nSo e limitado a cloreto, bissulfato, hexafluoroantimonato, hexafluorofosfato, 
tetrafluoroborato metano sulfonato e mesitileno sulfonato. Exemplos mais 
especfficos incluem hexafluorfosfato de difeniliodonio, hexafluorfosfato d 3- 
met6xi-4-diazodifenilamina. / 

4) Acido stabilizador ^ 

O composto Scido estabilizador e adicionado para melhorar o 
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prazo de validade do meio revestido antes de ser transformado em imagem. 
Os acidos carboxNicos sao preferidos. Mais preferidos sao os acidos aro- 
maticos. Exemptos de tais acidos sao acido benzoico e substitutes do mes- 
mo e acido naftoico e substitutes do mesmo. 

5 A composigao de re vest i men to e dissolvida em um solvente 

adequado (ou em solventes adequados). Exemplos de tais solventes inclu- 
em, mas nao sao restritos a: l-metoxi-2-etanol, 1-met6xi-2-propanol, aceto- 
na, metil etil cetona, diisobutil cetona, metil isobutil cetona, n-propanol, iso- 
propanol, tetrahidrofurano, butirolactona e lactate de metila. 

10 Os componentes para revestimento podem ser adicionados a 

varios niveis de solido baseados na tecnica usada para aplicar o revesti- 
mento ao substrate que esta sendo revestido. Portanto, as razoes de com- 
ponentes podem ser as mesmas, porem as percentagens diferem. As faixas 
de percentagem inerente as quantidades de cada um dos componentes 

15 para revestimento serao aqui descritas como uma percentagem dos solidos 
totais. 

A composi^ao pode ser aplicada a diferentes substrates para 
diferentes final idades. Essencialmente, pode ser usada para produgao de 
placas de impressao litografica e em aplicagoes para formagao de filmes de 
20 prova de cor ou imagem resist ("image resist"). 

Se aplicada a uma superficie de alumtnio texturada e anodiza- 
da, o produto revestido pode ser usado como uma placa de impressao pla- 
nografica ou de impressao offset. Se a composigao for aplicada a um su- 
porte, por exemplo de po Hester, ela pode ser vantajosamente usada como 
25 um filme para prova de cor. Outros substrates apropriados para aplica^ao 
nessa direa sao bem conhecidos na tecnica. 

Quando usada para a produgao de uma placa de impressao, a 
composi$ao 6 primariamente sensivel a energia na regiao do infravermelho 
f ' (IR). Nao ha essencialmente sensibilidade na regiao visivel do espectro. No 
30 ntanto, dependendo do absorvente infravermelho sp cffico selecionadora 
composifao pode ter caracteristicas de resposta na regiao ultravioleta (UV). 



9 'J^RtL. • • • • • • ^^^^f * •••• 

.^^^Bk • • • • • • • 

^^^^B- mwm ^^^^^m • • *** •••• 

**• •^^^•m 

5 

Isto fornece a vantagem adicional d a composipao ser sensivel tanto a IR 
como a UV. 

Com rela^ao ao processamento das placas de impressao, as 
placas de impressao sao, de preferencia, colocadas sobre urn ajustador de 
5 imagem para formagao de imagem. Os ajustadores de imagem podem funci- 
onar em qualquer comprimento de onda. Presentemente h£ dois compri- 
mentos de onda comumente usados. Um sistema de diodos a laser que 
emitem a 830 nm 6 comercialmente disponfvel. Um tal dispositivo 6 fabrica- 
do e vendido por Creo, Vancouver, Canada. Um laser YAG funcionando a 

10 1064 nm tambem est£ no mercado. Este tipo de dispositivo e fabricado e 
vendido por Gerber, uma divisao de Barco, Gent, Belgica. Cada compri- 
mento de onda tern suas proprias vantagens e desvantagens. Ambos, no 
entanto, sao capazes de produzir imagens aceitaveis segundo o modo ou 
maneira de produ?ao especffico usado. lnforma9§o digitalizada e entao 

15 usada para modular a potencia proveniente do laser. 

A energia e dirigida a superficie da placa em que ocorre um me- 
canismo de transferencia de energia. No revestimento, o corante a laser ou 
o meio absorvente de infravermelho absorve a energia e libera a energia 
como calor. O calor por sua vez causa a degradacao do gerador de acido 

20 contido no revestimento, o que resulta na libera^ao de um acido forte. O 
acido por sua vez faz com que ocorra a reagao com os poltmeros. A reagao 
pode ser uma reatpao foto-endurecedora que torna esta uma abordagem 
"escrever-a-imagem" ( tt write-the-image w ). Neste processo, a a area atingida 
pela energia se torna a imagem enquanto que o resto do revestimento e re- 

25 movido no processo de revelagao. Por outro lado, se a reagao provocar uma 
foto-solubilizagao, esta e uma abordagem "write-the-background". Neste 
caso, a parte do revestimento atingida por energia 6 removida no processo 
de revelagao e a area nao afetada se torna a imagem. 
f Dependendo do comprimento d /onda usado para formapao d 

30 imagem da composigao especifica, a nergia fomecida pelo laser pod 
ser suficiente para iniciar adequadament a reagao e leva-la a ficar com- 
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pi ta. Quando a nergia nao for suficiente, e necessaria energia adicional, 
que e tipicamente aplicada na forma de uma etapa de pre-aquecimento. O 
preaquecimento pode ser realizado fazendo-se passar a placa atraves de 
uma estufa apos a formapao da imagem e antes de sua revelagao. A tempe- 
5 ratura fica tipicamente na faixa de 80° ate 150°C. Uma temperatura mais 
comum e aproximadamente 1 10°C. O tempo necessario de permanencia na 
referida temperatura fica usualmente entre 30 e 200 segundos, mais comu- 
mente, em tomo de 1 minuto. 

Por ajuste da formula^ao, tambem pode se usar a etapa de 

10 aquecimento para fazer com que a imagem se reverta. Por exemplo, uma 
placa na qual se formou imagem no modo "write-the-background" seria de 
se esperar que tivesse o revestimento removido do "background" quando 
processada, como seria de se esperar de uma placa positiva. Quando 
aquecida, e possivel fazer com que a imagem se reverta de forma tal que a 

15 area em forma de imagem e agora aquecida se torne a imagem. Portanto, o 
revestimento em forma de imagem se torna a imagem quando aquecido e a 
area que nao esta em forma de imagem se torna o fundo. A capacidade de 
se provocar esta reversao e determinada pela proporfao dos dois polimeros 
usados. 

20 As composites de revestimento descritas sao reveladas usan- 

do-se uma composigao reveladora, que usualmente 6 completamente aquo- 
sa e tern urn alto pH. Os reveladores tipicamente usados para placas positi- 
vas sao os mais uteis. O revelador tira vantagem da diferenciagao criada 
com a exposigao para remover o revestimento de fundo ("backgroud coa- 

25 ting") e permitir que a imagem permanega. Neste ponto a imagem e capaz 
de algum desempenho sobre a prensa, particularmente se o numero neces- 
sario de impressoes for baixo. Para desempenho prolongado, o revesti- 
mento pode ser cozido. A etapa de cozimento completa a reticula£ao dos 
' polimeros e resulta em uma imagem capaz d fornecer milhares de vezes 

30 mais imagens do que sem cozimento. A faixa de temperatura ' desde apro- 
ximadam nte 180° ate 260°C. Mais comumente e usada 230°C. O tempo 
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nesta etapa fica usualmente na faixa de 1 a 10 minutos. Mais comumente 
usa-se 4-6 minutos. O cozimento e habitualmente realizado em uma estufa 
transportadora tais como aquelas comercializadas por Wisconsin Oven. 

Para o modo de reacao "write-the-background", o poh'mero poli- 
5 fenolico (primeiro polfmero) e de preferencia usado na faixa de desde apro- 
ximadamente 50% ate aproximadamente 90%. Mais preferivelmente desde 
aproximadamente 55% ate aproximadamente 80% e mais preferivelmente 
desde aproximadamente 60% ate aproximadamente 75%. O polfmero po- 
lihfdrico (segundo polfmero) e usado de preferencia na faixa de desde apro- 
10 ximadamente 5% ate aproximadamente 35%. Mais preferida e desde apro- 
ximadamente 8% ate aproximadamente 25% e mais preferida e desde apro- 
ximadamente 10% ate aproximadamente 18%. O composto absorvedor de 
infravermelho e de preferencia usado na faixa de desde aproximadamente 
0,5% ate aproximadamente 12%. Mais preferivelmente e desde aproxima- 
15 damente 1% ate aproximadamente 10% e mais preferivelmente e desde 
aproximadamente 2% ate aproximadamente 7%. O composto gerador de 
fotoacido e de preferencia usado na faixa de desde aproximadamente 0,5% 
ate aproximadamente 12%. Mais preferivelmente e desde aproximadamente 
1% ate aproximadamente 10% e mais preferivelmente e desde aproximada- 
mente 2% ate aproximadamente 7%. O acido estabilizador e de preferencia 
usado na faixa de desde aproximadamente 0,1% ate aproximadamente 
10%. Mais preferivelmente desde aproximadamente 0,5% ate aproximada- 
mente 7% e mais preferivelmente desde aproximadamente 1% ate aproxi- 
madamente 5%. 

Para a abordagem "escrever-a-imagem" (Vrite-the-image"), o 
polfmero polifenolico (primeiro polfmero) e de preferencia usado na faixa de 
desde aproximadamente 5% ate aproximadamente 40%. Mais preferida e 
desde aproximadamente 10% ate aproximadamente 35% e mais preferida ' 
desde aproximadamente 15% ate aproximadamente 30%. O polfmero po- 
lihfdrico (segundo polfmero) ' de prefer* ncia usado na faixa de desde apro- 
ximadamente 40% ate aproximadamente 90%. Mais preferida e desde apro- * 
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ximadamente 45% ate aproximadament 80% e mais preferida e d sde 
aproximadamente 50% ate aproximadamente 70%. O composto absorvente 
infravermelho e de preferencia usado na faixa de desde aproximadamente 
0,5% ate aproximadamente 12%. Mais preferivelmente e desde aproxima- 
5 damente 1% ate aproximadamente 10% e mais preferivelmente e desde 
aproximadamente 2% ate aproximadamente 7%. O composto gerador de 
fotoacido e de preferencia usado na faixa de desde aproximadamente 1% 
at6 aproximadamente 15%. Mais preferivelmente e desde aproximadamente 
2% at6 aproximadamente 12% e mais preferivelmente e desde aproximada- 

10 mente 4% ate aproximadamente 10%. O composto acido estabilizador e de 
preferencia usado na faixa de desde aproximadamente 0,1% ate aproxima- 
damente 10%. Mais preferivelmente desde aproximadamente 0,5% ate 
aproximadamente 7% e mais preferivelmente e desde aproximadamente 1% 
ate aproximadamente 5%. 

15 Os componentes para revestimento sao dissolvidos no sistema 

solvente desejado. A solugao de revestimento e aplicada ao substrate es- 
colhido. O revestimento e aplicado de modo a se ter urn peso de revesti- 
mento seco na faixa de desde aproximadamente 1 ,5 g/m 2 ate aproximada- 
mente 3,0 g/m 2 . Mais preferido e desde aproximadamente 1,8 g/m 2 ate 

20 aproximadamente 2,7 g/m 2 e mais preferido e desde aproximadamente 2,0 
g/m 2 at§ aproximadamente 2,5 g/m 2 O revestimento e seco sob condipoes 
que removerao eficazmente todo o solvente, porem nao tao agressivo de 
modo a causar alguma degrada^ao do gerador de acido de reagao dos po- 
ll meros com eles mesmos ou urn com o outro. 

25 Os exemplos - nao limitativos - a seguir ilustram a inven^ao: 

Exemolo 1 

^ preparada uma solugao para revestimento dissolvendo 6,6 g 
d Bakelite 744 (uma resina novolaca vendida por Bakelite), 13,4 g de resi- 
: na HRJ 11482 (uma resina polihidrica vendida por Schenectady), 1,0 g de 
30 corante para laser 830A (vendido por ADS, Montreal, Canada), 1 ,6 g de fte- 
xafluorofosfato de difenil iodonio e 0,4 g de acido naftoico sao dissolvidos 
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em 58 g d 1-met6xi-2-propanol em 19 g de metil etil cetona. Urn substrato 
de alumfnio que foi entao desengordurado, granulado eletroquimicamente, 
anodizado e tornado hidrofNico com urn tratamento com acido polivinil fos- 
fonico, como e bem conhecido de urn perito na tecnica, e revestido com a 
5 composi$ao acima. Quando seca apropriadamente, a placa e colocada so- 
bre urn ajustador de imagem Creo Trendsetter, e realizada a forma^ao de 
imagem no modo "escrever a imagem" usando 200 mJ/cm 2 de energia a 830 
nm. A placa 6 revelada por meio de uma maquina de processamento que 
estS carregada com revelador IBF-PD positive E observado que a placa re- 
10 velada tern uma imagem positiva muito forte com boa resolu$ao. Baseado 
em uma escala UGRA, as microlinhas eram 8/10 e a resolu£ao de ponto em 
meio torn era 2 - 98. Sob condigoes padronizadas de prensagem, fqi obser- 
vado que a placa imprime aproximadamente 20.000 boas impressoes. 
Exemplo 2 

15 Foi preparada uma outra placa como descrito no Exemplo 1 ex- 

ceto que apos a formafao de imagem e antes da revelagao, foi dado a placa 
urn tratamento termico durante urn minuto a 1 1 0°C. A placa foi revelada si- 
milarmente em revelador positivo. De novo foi observada uma imagem posi- 
tiva. Foi observado que a imagem era mais intensa. A resolu?ao em microli- 

20 nha era 4/6 e a resolu$ao de ponto em meio torn era 0,5 - 99,5. Sob condi- 
$6es padronizadas da prensagem, foi observado que a placa imprime apro- 
ximadamente 70.000 boas impressoes. 
Exemplo 3 

Foi preparada uma outra placa exatamente como descrito no 
25 Exemplo 2. Apos revelagao, a placa foi cozida durante cinco minutos a 
230°C. Sob condipoes padronizadas de prensagem, foi observado que a 
placa imprime aproximadamente 20.000 boas impressoes. 
Exemplo 4 

Foi preparada uma solugao para revestimento dissolv ndo 
30 13,6 g de Bak lite 744 (uma r sina novolaca vendida por Bakelite), 3,0 gxle 
resina HRJ 11482 (uma resina polihidrica vendida por Schenectady), 2,4 g 
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de gro de fumo, 0,6 g de h xafluorofosfato de 3-met6xi-4- 
diaz enilamina e 0,4 g de acido benzoico sao dissolvidos em 81,6 g de 1- 
metc 2-propanol em 20 g de metil etil cetona. Urn substrata de alumfnio 
que * desengordurado, granulado eletroquimicamente, anodizado e torna- 

5 do h; : offlico com urn tratamento com acido polivinil fosfonico, como e bem 
conb ido de urn perito na t6cnica, 6 revestido com a composi$ao acima. 
Qua i seca apropriadamente, a placa e colocada sobre um ajustador de 
imag . ^ Creo Trendsetter. tz realizada a formapao de imagem no modo 
"escrever a imagem" usando 200 mJ/cm 2 de energia a 830 nm. A placa § 

10 reve Ja por meio de uma maquina de processamento que esta carregada 
com ^velador IBF-PD positivo. E observado que a placa revelada tern uma 
imac n revertida. A parte do revestimento em que foi formada a imagem e 
ago? o fundo. A resolugao da imagem era entretanto muito boa. Baseado 
em u a escala UGRA, as microlinhas eram 10/8 e a resolugao de ponto em 

15 mete om era 2 - 98. Sob condi?6es padronizadas de prensagem, foi obser- 
vado :ue a placa imprime aproximadamente 25.000 boas impressoes. 
Exer ; >\o 5 

Foi preparada uma outra placa como descrito no Exemplo 4 ex- 
ceto que apds a formagao de imagem e antes da revelagao, foi dado a placa 

20 um tratamento termico durante um minuto a 110°C. A placa foi revelada si- 
milarmente em revelador positivo. Desta vez foi observada uma imagem po- 
sitive o aquecimento fez com que a imagem ficasse revertida. Foi observa- 
do que a imagem era mais intensa e tern melhor resolu$ao do que a contra- 
parte revertida. A resolugao em microlinha era 4/6 e a resolugao de ponto 

25 em meio torn era 0,5 - 99. Sob condi?6es padronizadas da prensagem, foi 
observado que a placa imprime aproximadamente 95.000 boas impressoes. 
Exemplo 6 

Foi preparada uma outra placa exatamente como descrito no 
f Exemplo 5. Apos revela^ao, a placa foi coeida durante cinco minutos a 
30 230°C. Sob condigoes padronizadas de prensagem, foi observado que^a 
placa imprime aproximadam nte 3.400.000 boas impressoes. 



REIVINDICAgOES 

1 . Composite sensivel d radiapao, caracterizada pelo fato de 
compreender: 1) um sistema aglutrnante de polimero duplo, 2) urn composto 
absorvente de infravermelho, 3) um composto gerador de acido e 4) um aci- 

5 do estabilizador. 

2. Composi$ao de acordo com a reivindicagao 1 1 caracterizada 
pelo fato de que o sistema aglutinante de polimero duplo compreende um 
primeiro polimero formado de um produto de condensa^ao de fenol, o- 
clorofenol, o, m ou p-cresol, £cido p-hidroxi benzoico, 2-naftol ou outro mo- 

10 ndmero monohidroxi aromatico com um aldeido tal como formaldeido, ace- 
taldefdo, fural, benzaldefdo ou qualquer outro aldeido alifatico ou aromatico; 

e um segundo polimero formado de um produto de condensa$ao 
de catecol, resorcinol, hidroquinona, bisfenol A, bisfenol B, trihidroxibenzeno 
ou outro composto di- ou polihidroxi aromatico e analogos metilolados dos 

15 mesmos, com um aldeido tal como formaldeido, acetaldeido, fural benzal- 
deido ou qualquer outro aldeido alifatico ou aromatico. 

3. Composi^ao de acordo com a reivindicafao 1 , caracterizada 
pelo fato de que o primeiro polimero tern um peso molecular na faixa de 
2.000 ate 80.000, mais preferivelmente na faixa de 4.000 ate 40.000 e mais 

20 preferivelmente na faixa de 7.000 ate 20.000 e o segundo polimero tern um 
peso molecular na faixa de 150 ate 15.000, mais preferivelmente na faixa de 
400 ate 10.000 e mais preferivelmente na faixa de 600 ate 4.000. 

4. Composigao de acordo com a reivindicacpao 1 , caracterizada 
pelo fato de que o composto absorvente de infravermelho e um corante ou 

25 material insoluvel tal como negro de fumo. 

5. Composigao de acordo com a reivindicagao 1 , caracterizada 
pelo fato de que o composto absorvente de infravermelho 6 preferentemente 
constitufdo por corantes derivados de classes que incluem piridila, quinoli- 

f nila, benzosazolila, tiazolila, benzotiazolila, oxazolila e selenazolila. 
30 6. Composigao de acordo com a reivindicafao 5 t caracterizada 

> 

pelo fato de que o composto gerador de acido e um sal onio. 
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7. Composite de acordo com a reivindicagao 6, caracterizada 
pelo fato de que o sal onio compreende sulfonio, sulfoxonio, arsdnio, iodo- 
nio, diazonio, bromonio, selenonio e fosfonio. 

8. Composite de acordo com a reivindica$ao 6 ou 7, caracteri- 
5 zada pelo fato de que o anion, que determina o acido livre liberado, inclui 

cloreto, bissulfato, hexafluoroantimonato, hexafluorofosfato, tetrafluorobo- 
rato metano sulfonate e mesitileno sulfonate 

9. Composite de acordo com a reivindicagao 6 ou 7, caracteri- 
zada pelo fato de que o sal onio 6 hexafluorfosfato de difenilioddnio ou he- 

10 xafluorfosfato de 3-met6xi-4-diazodifenilamina. 

10. Composite de acordo com a reivindica$ao 1 f caracterizada 
pelo fato de que o acido estabilizador e urn acido carboxflico. 

11. Composite de acordo com a revindicate 10, caracteriza- 
da pelo fato de que o acido estabilizador e um acido carboxflico aromatico. 

15 12. Composite de acordo com a revindicate 11, caracteriza- 

da pelo fato de que o acido estabilizador e um acido benzdico ou um seu 
substitute ou um acido naftoico ou um seu substitute. 

13. Composite de acordo com qualquer uma das revindica- 
tes precedentes, caracterizada pelo fato de ser para revestimentos de 

20 substrates, particularmente de placas de impressao litografica e em apfica- 
$des para forma^ao de filmes de prova de cor ou imagem resist. 

14. Composite de acordo com qualquer uma das rei vindica- 
tes precedentes, caracterizada pelo fato de ser aplicada a uma placa de 
impressao litografica e de a referida placa ser submetida a um tratamento 

25 termico apos a formagao de imagem e antes da revelagao. 

15. Composite de acordo com qualquer uma das revindica- 
tes precedentes, caracterizada pelo fato de ser aplicada a uma placa de 
impressao litografica e de a referida placa ser submetida a um cozimento 
ap6s a revela$aa / 

30 16. Composite de acordo com qualquer uma das reivindica- 

> 

t s precedentes, caracterizada pelo fato de ser dissolvida em um sistema 
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solvente apropriada. 

17. Composigao de acordo com qualquer uma das revindica- 
tes precedentes caracterizada pelo fato de ser apiicada para prover um 
revestimento tendo um peso seco na faixa de 1 .5 g/m 2 a 3.0 g/m 2 . 
5 18. Composigao de acordo com qualquer uma das revindica- 

tes precedentes caracterizada pelo fato de ser apiicada para prover um 
revestimento sobre um substrato de alumfnio texturado a e anodizado ou 
sobre um substrato de poliester. 

19. Composigao, caracterizada pelo fato de ser como descrita 
10 no relatorio descritivo e exemplos. 

20. Uso de uma composi^ao sensfvel a radia^ao como definida 
em qualquer uma das reivindicat es 1 a 12, caracterizado pelo fato de ser 
para revestimentos de substrates, particularmente de placas de impressao 
litografica e em aplicat es para format 0 de filmes de prova de cor ou ima- 

15 gem resist. 

21. Placa de impressao litografica, caracterizada pelo fato de 
compreender um revestimento preparado de uma composi?ao segundo 
qualquer uma das revindicates 1-12. 

22. Processo de impressao ou revelat° de imagem caracteri- 
20 zado pelo fato de compreender o uso de uma composite definida em qual- 
quer uma das revindicate 1-12, para format 0 de um revestimento sobre 
um suporte e revelat° da imagem a partir do suporte revestido com a refe- 
rida composite. 

23. Processo de impressao ou revelat 0 de imagem caracteri- 
25 zado pelo fato de ser como descrito no relatorio descritivo e exemplos. 



RESUMO 

Patente de Invencao: "COMPOSIQAO PARA REVESTIMENTO SENSft/EL 
A RADIAQAO UTIL PARA PLACAS DE IMPRESSAO LITOGRAfICA E Sl- 
MILARES". 

Trata-se de uma composicao, que e primariamente sensivel a 
energia na regiao do infravermelho pr6ximo e do infravermelho e que com- 
preende sistema duplo de polimero, urn material absorvente infravermelho 
que absorve no comprimento de onda desejado, urn composto gerador de 
acido e urn composto estabilizador de acido. A composicao pode ser aplica- 
da ao substrato apropriado e util para prover placas de impressao litografica 
em offset, filme para prova de cor ou imagem resist. 



